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(54) Vorrichtung zum Behandeln einer Substratbahn

(57)  Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zum
Behandeln einer Substratbahn (60), insbesondere zum
Trocknen einer Substratbahn. Bei dieser Vorrichtung
(10) istgewahrleistet, dass verschiedene Produkte nach-
einander mit reproduzierbarer Reinheit herstellbar sind
und gleichzeitig durch Verkuirzung der Reinigungszeit die
Produktivitdt gegenliber bekannten Vorrichtungen ge-
steigert wird. Die Vorrichtung (10) weist einen Trock-
nungsabschnitt (12) auf, wobei in der geschlossenen

Trocknungsvorrichtung (10) ein Reinigungsvorgang aus-
fihrbar ist. Dazu werden von aufen flissige und/oder
gasférmige Reinigungssubstanzen eingeleitet und Uber
Reinigungsdiisen in den Trocknungsabschnitt (12) ge-
spriht. Diese Reinigungsdisen sind horizontal und ver-
tikal innerhalb des Trocknungsabschnittes (12) beweg-
bar und sind vorzugsweise an vorhandenen Leiteinrich-
tungen, wie beispielsweise Leitwalzen (20), vorgesehen,
so dass keine zusatzlichen Bauteile fur die Reinigung in
der Vorrichtung (10) vorgesehen werden missen (Fig.1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Be-
handeln einer Substratbahn, insbesondere zum Trock-
nen einer Substratbahn. Um bei Substratbahnen einen
bestimmten Feuchtigkeitsgehalt einzustellen bzw. um
den Substratbahnen Losungsmittel oder andere fllichtige
Substanzen zu entziehen, finden heute u.a. Konvekti-
onstrockner Verwendung. Bei solchen Konvektions-
trocknern wird mittels Luft Energie in das Produkt einge-
brachtund die flichtigen Substanzen oder Wasserdampf
von dem Luftstrom aufgenommen. Dazu wird die Sub-
stratbahn durch den Konvektionstrockner gefiihrt, wobei
sie ein- oder beidseitig vom Luftstrom beaufschlagt wird.
Bei diesen bekannten Konvektionstrocknern werden ab-
hangig vom Produkt hohe Produktionsgeschwindigkei-
ten erzielt. Nachteilig ist, dass beim Wechsel von einem
zum anderen Produkt Reinigungsvorgénge notwendig
sind, damit das nachfolgende Produkt ohne Verunreini-
gung die Trocknungsvorrichtung passieren kann. Insbe-
sondere im Bereich der Lebensmittelindustrie, der Phar-
maindustrie, aber auch der chemischen Industrie wird
gefordert, dass die Endprodukte keine Verunreinigungen
besitzen. Bei Konvektionstrocknern, bei denen die
Trocknungsluftim Kreislauf gefiihrt wird, muss bei einem
Produktwechsel daher die gesamte Trocknungsvorrich-
tung gereinigt werden. Dazu wird die Vorrichtung teilwei-
se auseinander genommen und sowohl der Zulauf, der
Druckraum, die Disenanordnung, der Trocknungsab-
schnitt, als auch der Absaugraum und sémtliche Leitun-
gen, die zu dieser Luftflihrung gehoéren, gereinigt. Ein
solcher Reinigungsvorgang kann bei grof’en Anlagen
durch den Ausbau der einzelnen Teile sowie das Auswi-
schen der Vorrichtung langer als die eigentliche Produk-
tionszeit dauern. Seit langem wird nach CIP-L&sungen
gesucht (CIP-Cleaning in Place), ndmlich Lésungen, bei
denen die Trocknungsvorrichtung nicht in samtlichen
Teilen auseinandergebaut werden muss, sondern eine
Reinigung vor Ort stattfinden kann. Bisherige Losungs-
ansatze fiuhrten dazu, dass bewegliche bzw. verfahrbare
Spriihkopfvorrichtungen in verschiedene Bereiche der
Trocknungsvorrichtung eingefiihrt wurden, die dann die
Vorrichtung mit Reinigungssubstanzen aussprihen und
so zu einer Reinigung flhren. Nachteilig ist jedoch, dass
bei komplexen Trocknungseinrichtungen auch dieser
Aufwand sehr groR ist und die Sprihvorrichtungen sehr
kompliziert gestaltet sein miissen, um wirklich jeden Win-
kel der Trocknungsvorrichtung zu erreichen.

[0002] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
zur Verfligung zu stellen, bei der gewahrleistet ist, dass
verschiedene Produkte nacheinander mitreproduzierba-
rer Reinheit herstellbar sind und gleichzeitig durch Ver-
kirzung der Reinigungszeit die Produktivitat gegentiber
bekannten Vorrichtungen gesteigert wird.

[0003] Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruches 1 geldst. Bei dieser Vor-
richtung zum Behandeln einer Substratbahn handelt es
sich insbesondere um eine Trocknungsvorrichtung, wie
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beispielsweise ein Konvektionstrockner oder ein Schwe-
betrockner. Die vorteilhaften erfinderischen Merkmale
lassen sich jedoch auch bei anderen Behandlungsvor-
richtungen sinnvoll einsetzen, bei denen eine Substrat-
bahn mittels Leiteinrichtungen, wie beispielsweise Wal-
zen, durch den Behandlungsraum bewegt wird.

[0004] Im Gehause der Trocknungsvorrichtung ist ein
Trocknungsabschnitt vorgesehen, durch den die zu
trocknende Substratbahn transportiert werden kann.
Zum Transport der Substratbahn sind im Trocknungsab-
schnitt Leiteinrichtungen vorgesehen. Bei einem Kon-
vektionstrockner werden Leiteinrichtungen in Form von
Leitwalzen vorgesehen. Bei einem Schwebetrockner
wird die Substratbahn mittels eines aus Diisenanordnun-
gen austretenden Luftstroms transportiert. Diese Diisen-
anordnungen sind in den Leiteinrichtungen vorgesehen.
Nachfolgend wird die Trocknung am Beispiel eines Kon-
vektionstrockners beschrieben. Die Trocknung der Sub-
stratbahn wird mittels eines gasférmigen Mediums, wie
beispielsweise Luft, erzielt, die durch einen Zufluss im
Gehause eingebracht wird und iber eine Diisenanord-
nung in Richtung der Substratbahn geleitet wird. Nach
dem Warme- und Stoffaustausch zwischen der Substrat-
bahn und dem gasférmigen Medium wird das kontami-
nierte Medium durch einen Abfluss im Gehduse entfernt.
Hierbei handelt es sich nicht um eine Umluftfihrung, so
dass bei einem Produktwechsel ausschlieRlich der Be-
reich innerhalb der Trocknungsvorrichtung, insbesonde-
re der Trocknungsabschnitt, gereinigt werden muss. Fir
eine automatisierte Reinigung sieht die Erfindung vor,
dass die bereits vorhandenen Leitwalzen mit Reini-
gungsdusen ausgeristet sind. Dies bedeutet, dass die
Leitwalzen wahrend der Trocknung zum Transport der
Substratbahn dienen und beim Reinigungsvorgang wer-
den die Leitwalzen als Spriihvorrichtung eingesetzt.
[0005] Beimindergeschlossenen Trocknungsvorrich-
tung ausfihrbaren Reinigungsvorgang werden von au-
Ren flissige und/oder gasférmige Reinigungssubstan-
zen eingeleitet und Uber die Leitwalze in den Trock-
nungsabschnitt gespriht. Die Leitwalze ist hierzu vor-
zugsweise als zylindrischer Hohlkérper ausgebildet, so
dass die Reinigungssubstanzen von auf’en in diesem
zylindrischen Hohlkdrper eingebracht werden und von
dort verteilt Gber ein oder mehrere Disen ausgespriht
werden. Im einfachsten Fall ist die Zylinderwand der Leit-
walze mit Offnungen versehen, die sich insbesondere
nach auRen hin verbreitern. Bei solchen keilférmigen Off-
nungen ergibt sich ein aufgefacherter Spriihstrahl, derin
der Lage ist, einen gro3en Bereich der Innenflache der
Trocknungsvorrichtung zu beaufschlagen und damit zu
reinigen. Die Sprihfunktion kénnen auch separate, be-
kannte DlUsenkoérper Ubernehmen, die in die Leitwalze
eingesetzt sind, wobei diese Disenkorper die Walzen-
oberflache der Leitwalze naturlich nicht Gberragen, um
die Transportfunktion der Leitwalze nicht zu beeinflus-
sen. Diese Dusenkoérper kdnnen so ausgestaltet sein,
dass sie einen weit gefdcherten Reinigungsstrahl erzie-
len. Wesentlich ist, dass samtliche kontaminierte Berei-
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che des Trocknungsabschnittes durch die aus der Leit-
walze ausstréomenden Reinigungssubstanzen erreicht
werden.

[0006] In einer besonderen Ausfiihrungsform kann
vorgesehen sein, dass Uber die Breite der Leitwalze meh-
rere Reinigungsdusen benachbart zueinander angeord-
net sind. Auf diese Weise wird gewahrleistet, dass tber
die gesamte Breite des Trocknungsabschnittes Reini-
gungssubstanzen ausstromen. Bei drehbaren Leitwal-
zen erreicht der Reinigungsstrom, der dann aus den Rei-
nigungsdisen austritt, Bereiche oberhalb sowie unter-
halb der Leitwalze als auch benachbart zur Leitwalze.
Um den gesamten Trocknungsabschnitt zu reinigen,
kann des Weiteren vorgesehen sein, dass séamtliche Leit-
walzen mit Reinigungsdiisen ausgeristet sind. Darliber
hinaus kann vorgesehen werden, dass die Leitwalzen
héhenverstellbar als auch in Bewegungsrichtung der
Substratbahn verschiebbar im Trocknungsabschnitt an-
geordnet sind, um auf diese Weise ein optimales Aus-
sprihen des Trocknungsabschnittes zu erzielen.
[0007] Bei einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfin-
dung sind die Reinigungsdiisen Gber den gesamten Um-
fang der Leitwalze versetzt angeordnet. In diesem Fall
muss die Leitwalze wahrend des Reinigungsvorgangs
nicht gedreht werden.

[0008] In besonderen Fallen kann es notwendig sein,
dass die Reinigungssubstanzen temperiert sind. In die-
sem Fall werden Mittel zur Temperierung der Reini-
gungssubstanzen vorgesehen. Diese kénnen sowohl in-
nerhalb als auch aufRerhalb der Trocknungsvorrichtung
angeordnet sein.

[0009] Eine vorteilhafte Ausfiihrungsform einer erfin-
dungsgemalfien Vorrichtung besitzt des Weiteren einen
besonders ausgestalteten Trocknungsabschnitt, der als
nahezu geschlossener Trocknungsraum ausgestaltet
ist. Offnungen im Trocknungsraum stellen der Eingang
und Ausgang der Substratbahn dar, die Diisenéffnun-
gen, mit denen die Substratbahn mit Luft oder einem an-
deren gasférmigen Medium beaufschlagt wird sowie der
Abfluss fir das entsprechende Medium. Ein solcher
Trocknungsraum wird erzielt, wenn ausgehend von den
jeweiligen Dusen der Disenanordnung benachbart Leit-
bleche vorgesehen sind, wobei zwischen zwei Disen die
Leitbleche eine geschlossene Flache darstellen. Dies
bedeutet, bei einer Disenanordnung, die oberhalb der
Substratbahn angeordnet ist, wird der Trocknungsab-
schnitt nach oben durch eine nahezu geschlossene Dek-
ke begrenzt, die ausschlief3lich durch die Disenéffnun-
gen, vorzugsweise Uber die Breite der Substratbahn vor-
gesehene schlitzférmige Offnungen, unterbrochen ist.
Eine solche obere Flache des Trocknungsabschnittes
I&sst sich sehr einfach mit aus den Reinigungsdiisen der
Leitwalzen ausstromenden Reinigungssubstanzen ent-
kontaminieren.

[0010] Bei einer weiteren Ausflihrungsform sind die
Leitbleche, die die Begrenzung des Trocknungsab-
schnittes darstellen, zwischen den Disendéffnungen so
ausgerichtet, dass sie von der Substratbahn wegweisen.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Aufdiese Weise wird der flir die Trocknung zur Verfligung
stehende Raum vergréRert. Im besonderen Fall sind die
Leitbleche von der Substratbahn weggewdlbt oder bei-
spielsweise bei einer oberhalb der Substratbahn ange-
ordneten Diisenanordnung befinden sich zwischen den
Disendffnungen im Querschnitt dreieckige Leitblechfla-
chen, die die Form von Spitzdachern zeigen. Auch solche
Anordnungen von Leitblechen lassen sich recht einfach
reinigen, da sie keine unzuganglichen Bereiche aufwei-
sen.

[0011] In vielen Bereichen wird ausschliellich eine
Disenanordnung oberhalb der Substratbahn vorgese-
hen. In gleicher Weise kann jedoch auch eine Disenan-
ordnung unterhalb der Substratbahn vorgesehen sein
oder die Substratbahn beidseitig mit gasférmigem Medi-
um beaufschlagt werden. Derartige Vorrichtungen kén-
nenin gleicher Weise mit Reinigungssubstanzen, die aus
Reinigungsdisen der Leitwalzen ausstrémen, gereinigt
werden.

[0012] Fur eine Produktionsanlage werden in der Re-
gel mehrere solche Trocknungsvorrichtungen benétigt,
die in Bewegungsrichtung der Substratbahn hintereinan-
der angeordnet sind und auf die gleiche Weise gleich-
zeitig und automatisch zu reinigen sind.

[0013] Durch die besondere Ausgestaltung der Du-
senanordnung mit den geschlossenen Leitblechflachen
vereinfacht sich die Reinigung und wird der zu reinigende
Bereich begrenzt. Selbst in dem Fall, wo eine Leitwalze
unmittelbar unter einer Disendffnung angeordnet ist,
wird kaum Reinigungssubstanz in dem Bereich oberhalb
der Dlsen, dem sogenannten Druckraum, eingeleitet.
[0014] Weitere MalRnahmen und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteranspriichen, der nach-
folgenden Beschreibung und den Zeichnungen. In den
Zeichnungen ist die Erfindung in einem Ausfiihrungsbei-
spiel dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1  einen Langsschnitt durch eine erfindungsge-
mafe Trocknungsvorrichtung,

Fig.2 einen Querschnitt durch die Trocknungsvor-
richtung geman Fig. 1.

[0015] Die Fig. 1 und 2 zeigen eine erfindungsgemalie

Trocknungsvorrichtung 10. Diese Trocknungsvorrich-
tung 10 kann Teil einer grofkeren Trocknungsanlage sein,
die mehrere dieser gezeigten Trocknungsvorrichtungen
10 enthalt oder aber auch Teil einer Produktionsanlage
zur Herstellung und/oder Beschichtung einer Substrat-
bahn 60 sein. Wie in der Fig. 1 gezeigt, lauft die Sub-
stratbahn 60 links in das Gehduse 11 der Trocknungs-
vorrichtung 10 ein, bewegt sich in Bewegungsrichtung
61 nach rechts und lauft an der rechten Seite aus dem
Gehause 11 der Trocknungsvorrichtung heraus. Die Be-
wegung der Substratbahn wird durch Leitwalzen 20 un-
terstltzt. Im Bereich der Trocknungsvorrichtung 10 wird
die Substratbahn 60 mit gasférmigem Medium, namlich
Luft, beaufschlagt, dass fliichtige Substanzen aus der
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Substratbahn aufnimmt und/oder durch Warmeaus-
tausch eine Trocknung der Substratbahn 60 herbeiflhrt.
Die Luftstréme sind in der Fig. 1 nicht dargestellt. Die
Substratbahn 60 durchlauft hierfiir einen Trocknungsab-
schnitt 12 der Trocknungsvorrichtung 10. In der Fig. 1 ist
der Trocknungsabschnitt 12 nach oben durch die Disen-
anordnung 30 begrenzt. Diese Dusenanordnung 30 bil-
det mehrere Einzeldisen. Aus jeder Disendffnung 31
stromt gasférmiges Medium, namlich Luft, welche der
Trocknungsvorrichtung 10 Gber den Zufluss 13 und den
Druckraum 14 zugefihrt wird, auf die Substratbahn 60
und wird nachfolgend iber einen nicht gezeigten Abfluss
aus der Trocknungsvorrichtung 10 herausgeleitet. Die
aus den Dusen austretende Luft stromt vor allem entlang
der Substratbahn 60 in Bewegungsrichtung 61 sowie ent-
gegen der Bewegungsrichtung 61 der Substratbahn 60.
Auch Uber die Breite der Substratbahn 60 kann es zu
Querstrémungen kommen. Aus diesem Grunde wird der
Bereich zwischen der Diusenanordnung 30 und der Sub-
stratbahn 60 mdglichst grofl gewahlt. Dies lasst sich er-
reichen, indem die Leitbleche 32, die jeweils zwischen
zwei Disendffnungen 31 vorgesehen sind, von der Sub-
stratbahn 60 weggerichtet sind. In der Fig. 1 sind die
Leitbleche 32 zwischen den Disendéffnungen 31 als ge-
schlossene Flache ausgebildet, die jeweils zwischen
zwei Diisendffnungen 31 einen dachférmigen Uberbau
des jeweiligen Bereichs oberhalb der Substratbahn 60
bilden. Der Trocknungsabschnitt 12 ist damit nach oben
durch die Leitbleche 32 begrenzt. Bis auf die Disendoff-
nungen 31, die sich als Schlitze Uber die Breite der Sub-
stratbahn 60 erstrecken, wird dadurch eine nahezu ge-
schlossene Abdeckung des Trocknungsabschnittes 12
erzielt. Es ergibt sich damit ein leicht zu reinigender
Trocknungsraum.

[0016] Eine Reinigung kann notwendig sein, nachdem
die gesamte Lange der Substratbahn 60 die Trocknungs-
vorrichtung 10 passiert hat und ein neues Produkt in der
gleichen Anlage behandelt werden soll. Wahrend der Be-
aufschlagung der Substratbahn 60 mit dem gasférmigen
Medium nimmt dieses gasférmige Medium fliichtige Sub-
stanzen aus der Substratbahn 60 oder aus der Beschich-
tung der Substratbahn 60 auf. Dieses kontaminierte gas-
férmige Medium schlagt sich an den Leitflachen und den
weiteren Begrenzungen des Trocknungsabschnittes 12
nieder, wie beispielsweise den Innenwanden des Ge-
hauses 11 und den Leitwalzen 20. Insbesondere wenn
ein neues, andersartiges Produkt durch die Trocknungs-
vorrichtung geleitet werden soll, bei dem unbedingt ver-
hindert werden muss, dass dieses mit den Kontamina-
tionen der vorhergehenden Substratbahn 60 verunreinigt
wird, ist ein umfassender Reinigungsprozess notwendig.
[0017] In der Fig. 2 wird gezeigt, wie eine solche Rei-
nigung bei der erfindungsgemafen Trocknungsvorrich-
tung 10 vorgenommen werden kann. Nachdem die Sub-
stratbahn 60 die Trocknungsvorrichtung 10 verlassen
hat, kann durch einen Zufluss 23 eine ausgewahlte Rei-
nigungssubstanz 70 in den zylindrischen Hohlraum der
Leitwalze 20 eingebracht werden. Die Leitwalze 20 be-
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sitzt mehrere separate Reinigungsdiisen 21, die verteilt
Uber die Leitwalze 20 vorgesehen sind. In Fig. 2 befinden
sich die Reinigungsdusen 21 benachbart in einer Reihe
Uber die gesamte Breite der Trocknungsvorrichtung 10
verteilt. Die Reinigungsdisen 21 sind in diesem Fall be-
kannte Disen, die in die Leitwalze 20 eingesetzt sind,
was aus der Fig. 2 nicht zu ersehen ist. Diese Reinigungs-
disen 21 schliefen mit der Walzenoberflache 22 ab, so
dass sie diese Walzenoberflache 22 nicht Giberragen, um
die Funktion der Leitwalze 20 als Transportwalze fiir eine
Substratbahn 60 nicht zu beeinflussen. Wie aus Fig. 2
zu ersehen, treten die Reinigungssubstanzen 70 facher-
férmig aus den Reinigungsdiisen 21 aus und werden
Uber die gesamte Breite der Vorrichtung 10 verspriht. In
diesem Fallistzu sehen, dass die Reinigungssubstanzen
70 gegen die Leitbleche 32 der Disenanordnung 30 ge-
richtet sind. Durch Drehung der Leitwalze 20 in Drehrich-
tung 24 werden jedoch auch die benachbarten Bereiche
der jeweiligen Leitwalze 20, wie beispielsweise Gehau-
sewande und der untere Teil des Trocknungsabschnitts
12 mit Reinigungssubstanzen 70 beaufschlagt.

[0018] Eine solche Reinigung hat den Vorteil, dass sie
automatisiert stattfinden kann. Es sind gegeniber be-
kannten Vorrichtungen keine zusatzlichen Bauteile in der
Vorrichtung 10 vorhanden, so dass auch keine weiteren
Bauteile die Reinigung kompliziert gestalten kénnen. Ein
Reinigungsprozess mittels der vorhandenen Leitwalzen
20, die als Sprihvorrichtung fir die Reinigungssubstan-
zen 70 dienen, ist einfach, ohne grof3en Aufwand zu be-
werkstelligen. Durch den nach oben abgeschlossenen
Trocknungsabschnitt 12, d.h. durch die nahezu ge-
schlossene Flache der Leitbleche 32, wird der Reini-
gungsprozess zusatzlich vereinfacht. Damit wird eine
einfache Mdglichkeit einer CIP-Reinigung (Cleaning in
Place) zur Verfiigung gestellt. Diese Reinigung gewahr-
leistet fUr alle Produkte reproduzierbare Reinigungser-
gebnisse. Da die Trocknungsvorrichtung 10 nicht aus-
einandergebaut werden muss, ist der Reinigungspro-
zess auch vergleichsweise sehr schnell. Die Vorrichtung
10 wird durch die zusatzlichen Reinigungsdiisen 21 nicht
wesentlich veréndert, so dass davon auszugehen ist,
dass die Substratbahnen 60 mit gleichen Produktions-
geschwindigkeiten tber die Leitwalzen 20 durch die Vor-
richtung 10 geleitet werden kdnnen.

[0019] Die Erfindung ist nicht auf das Ausfiihrungsbei-
spiel beschrankt. Es sind vielmehr weitere Ausfiihrungen
eines Konvektionstrockners denkbar. So ist beispiels-
weise eine andere Anordnung der Reinigungsdisen 21
in der Leitwalze 20 denkbar, z.B. dass diese Uber den
gesamten Umfang der Leitwalze 20 verteilt angeordnet
sind. Es kann jede Leitwalze 20 mit Reinigungsdiisen 21
ausgestattet sein, es kdnnen jedoch auch Leitwalzen 20
ohne diese zuséatzliche Ausriistung vorgesehen sein. Die
Leitwalzen 20 kénnen dabei unmittelbar unterhalb der
Disen der Dusenanordnung 30 vorgesehen sein, wie
dies in Fig. 1 gezeigt ist, es ist aber auch mdglich, dass
sie sich unmittelbar mittig unter dem von den Leitblechen
32 gebildeten Dach befinden, um dies bei einem Reini-
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gungsprozess besser ausspulen zu kénnen. Eine solche
Anordnungistinsbesondere auch dann von Vorteil, wenn
die Disendffnung relativ groB ist, da von den Leitwalzen
20 ansonsten beim Reinigungsprozess durch die Disen-
6ffnung 31 Reinigungssubstanz 70 in den Druckraum 14
gelangen kann. Die vorbeschriebene Anordnung, ndm-
lich die Ausrustung von Leitwalzen 20 mit Reinigungs-
diisen 21 eignet sich auch fir andere Vorrichtungen zur
Behandlung einer Substratbahn.

[0020] Dariber hinaus kann die Erfindung auch vor-
teilhaft bei einem Schwebetrockner eingesetzt werden,
wo die Leiteinrichtungen Luftdiisen fir den Transport der
Substratbahn aufweisen. Diese Luftdiisen kdnnen als
Reinigungsdisen fiir den Reinigungsvorgang verwendet
werden oder es werden in der Leiteinrichtung zuséatzlich
zu den Luftdiisen Reinigungsdiisen vorgesehen.

Bezugszeichenliste:
[0021]

10  Vorrichtung

11 Gehause

12 Trocknungsabschnitt

13 Zufluss gasformiges Medium
14 Druckraum

20 Leitwalze

21  Reinigungsdise

22 Walzenoberflache

23  Zufluss Reinigungssubstanz
24  Drehrichtung

30 Dusenanordnung

31  Dusendffnung

32  Leitblech

60  Substratbahn

61  Bewegungsrichtung

70  Reinigungssubstanz

Patentanspriiche

1. Vorrichtung (10) zum Behandeln einer Substratbahn
(60),
mit einem Gehause (11), das mindestens einen Be-
handlungsabschnitt fir die Substratbahn (60), einen
Zufluss (13) und einen Abfluss fir ein Medium auf-
weist,
wobei im Behandlungsabschnitt mindestens eine
Leiteinrichtung, insbesondere in Form einer Leitwal-
ze (20), zum Transport der Substratbahn (60) ange-
ordnet ist,
wobei zur Beaufschlagung der Substratbahn (60) mit
Medium mindestens eine Diisenanordnung (30) vor-
gesehen ist, durch welche das Medium in den Be-
handlungsabschnitt (12) geleitet werden kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Leiteinrichtung mit mindestens ei-
ner Reinigungsdise (21) ausgerustet ist, durch wel-
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che zu Reinigungszwecken flissige und/oder gas-
férmige Reinigungssubstanzen (70) in den Behand-
lungsabschnitt geleitet werden kdnnen.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem Behandlungsab-
schnitt um einen Trocknungsabschnitt (12) handelt
und die Substratbahn (60) Uber die Diisenanord-
nung (30) mit gasférmigem Medium beaufschlagt
wird, wobei die Diisenanordnung (30) oberhalb und/
oder unterhalb der Substratbahn (60) vorgesehen
ist.

Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Leitwalze (20) als zylindrischer
Hohlkérper ausgebildet ist, wobei in der Zylinder-
wand keilférmige, sich nach aufen verbreiternde
Offnungen vorgesehen sind, die als Reinigungsdiise
(21) fungieren.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass in die Leitwalze (20)
separate Dusenkérper als Reinigungsdisen (21)
eingesetzt sind, wobei diese Disenkdrper die Wal-
zenoberflache (22) nicht lGberragen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Reini-
gungsdiisen (21) benachbart an der Leitwalze (20)
vorgesehen sind, so dass bei einer Reinigung die
Reinigungssubstanzen (70) liber die gesamte Breite
des Trocknungsabschnittes (12) ausstrémen kon-
nen und/oder die Leitwalze (20) drehbar ausgebildet
ist, so dass bei einer Reinigung die Reinigungssub-
stanzen (70) Uber die gesamte Hohe des Trock-
nungsabschnittes (12) ausstromen kénnen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Reini-
gungsdiisen (21) Uber den gesamten Umfang der
Leitwalze (20) verteilt vorgesehen sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass Mittel zur Temperie-
rung der Reinigungssubstanzen (70) vorgesehen
sind.

Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Diisenanordnung (30) aus meh-
reren in Bewegungsrichtung (61) der Substratbahn
(60) benachbart zueinander angeordneten Einzel-
dusen (31) besteht, zwischen denen Leitbleche (32)
vorgesehen sind, die den Trocknungsabschnitt (12)
nach oben und/ oder unten begrenzen, wobei vor-
zugsweise die Leitbleche (32) ausgehend von der
Dusendffnung (31) von der Substratbahn (60) weg-
gerichtet sind.
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Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zwischen zwei Disendéffnungen
(31) angeordneten Leitbleche (32) eine geschlosse-
nen Flache darstellen, vorzugsweise eine von der
Substratbahn (60) weggerichtete Flache, besonders
bevorzugt eine gewdlbte oder eine spitzenférmige
Flache.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Trocknungsab-
schnitt (12) bis auf die Diisendffnungen (31) und den
Eingang sowie Ausgang der Substratbahn (60) ei-
nen geschlossenen Trocknungsraum darstellt.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leitwalze (20) h6-
henverstellbar und/oder in Bewegungsrichtung (61)
der Substratbahn (60) verschiebbar ausgebildet ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leiteinrichtung Luftdiisen auf-
weist, wobeider aus den Luftdiisen austretende Luft-
strom zum Transport der Substratbahn (60) dient.

Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Luftdlisen als Reinigungsdiisen
(21) verwendet werden.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reinigungsdiisen (21) zusétzlich
zu den Luftdisen vorgesehen sind.

Trocknungsanlage umfassend mehrere in Bewe-
gungsrichtung (61) der Substratbahn (60) angeord-
nete Vorrichtungen gemaf einem der Anspriiche 1
bis 14.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10



EP 2 063 206 A2

[:l 31 320\ / T_b ; }o\oﬁz

/" FIG.1
10
13
\\ 14
) % 11
/
/30
B .,
T | 70
2 1 4 23
\ N
21 22 17

20

i FIG.2



	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

